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１．概要（Summary） 

長尺な透過型回折格子において、全長にわたって一

様な回折効率を得るためには、凹凸構造の深さが一様な

エッチングが必要となる。今回、凹凸構造の深さが一様な

長尺透過型回折格子の作製を目的として、東京大学武

田先端知ビルの設備を使用して検証した。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
超高速大面積電子線描画装置 
4 インチ高真空 EB 蒸着装置 
汎用 NLD エッチング装置 
形状・膜厚・電気特性評価装置群 
【実験方法】 

厚さ 525 µm の 4 インチの合成石英基板上にレジスト

ZEP520-7A を塗布し、EB描画装置でパターンを描画す

る。現像後、EB 蒸着装置を使用して描画パターンをリフト

オフで厚さ 30 nm の Cr 膜に置換する。パターンを Cr 膜
に転写した状態で NLD エッチングを行う。エッチングの

深さは 425 nm を目標とするため、エッチング時間は 63
秒とした。Cr 膜厚とエッチング時間は先行研究より選定し

ている[1]。NLD エッチング後、残っている Cr を除去し、

基板上に位相マスクのパターンの形成が完了する。形成

したパターンは膜厚計を用いて凹凸構造の深さを計測し、

電子顕微鏡を用いて表面の状態を観察した。 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Cr の膜厚が 30nm、NLD エッチングの時間が 63 秒

で作製した位相マスクを Fig. 1 に、Cr の膜厚を 100 nm
に変更して作製したものを Fig. 2 に載せる。Fig. 1, 2 よ

り Cr30 nm でエッチングをおこなうとパターンが崩れてし

まうことから、安定して NLD エッチングを行うには Cr の
膜厚は 30 nm では足りないことがわかる。      

       
Fig. 1 Cr30nm NLD63s    Fig. 2 Cr100nm NLD63s 
 
次に Cr100 nm で作製した位相マスクのパターンの凹凸

の深さを測定した。測定結果を Table 1 に記す。測定箇

所は基板上に作製したパターンのうち、上、下、左、中央、

右の 5 箇所で測定した 
 

Table 1 height of pattern roughness 
測定位置 高さ[nm] 

上 485.3 
下 487.0 
左 454.4 
中央 490.2 
右 466.9 

 
Table 1 より上、中央、下での高さのばらつきが比較的少

ないことと、目標としている 425 nm に対してエッチング時

間が 63 秒では長いことが分かった。 
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